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PREPARACAO E CARACTERIZACAO DE NANOTUBOS DE CARBONO POR DEPOSICAO DE
VAPOR ASSISTIDO POR PLASMA

Imara Lima Fernandes (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. Fernando Alvarez (Orientador), Instituto de
Fisica "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP

Pesquisas recentes tém revelado que filmes baseados em nanotubos de carbono apresentam
interessantes propriedades tais como alta resisténcia mecanica, emissédo de elétrons, capilaridade
etc. Isto tem levado a desenvolver diversas aplica¢des tecnoldgicas dos nanotubos de carbono. A
presente pesquisa tem como objetivo a otimizacdo na preparacdo de substratos utilizados para o
crescimento de nanotubos de carbono. Com tal finalidade, foram preparados filmes finos de Nitreto
de Titanio (TiN) depositados sobre um substrato de silicio pelo método de deposi¢éo via sputtering
por feixe idnico, IBS (lon Beam Sputtering), em atmosfera de nitrogénio e hidrogénio. Os filmes de
TiN foram preparados sob diversas condicfes experimentais. Experiéncias mostraram que a
incorporacéo de oxigénio no filme de TiN é facilitada pela presenca de hidrogénio na cdmara. Para
contornar esta situacdo realizamos experiéncias utilizando diferentes temperaturas do substrato.
Foi verificado que a menor temperatura a quantidade de oxigénio no filme de TiN é reduzida.
Analise de padrboes de XRD (difracdo de raios-X) permite estabelecer qualitativamente as fases
formadas na estrutura do filme. Outras técnicas empregadas foram: XPS (espectroscopia de raios
X), nanoindentacdo e perfilometria. A medida de XPS foi realizada in situ e possibilitou a

determinacdo da composicdo do filme.
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